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Introducao |

Cobre é um elemento essencial para a vida, porém
a sua presenga em altas concentragdes nas aguas, nas
bebidas alcodlicas e nos combustiveis pode ser toxica,
causando sérios problemas ambientais, biolégicos e
tecnolégicos.

Este trabalho descreve o emprego do material
hibrido SiO,/Sidien na confeccdo de um eletrodo de
pasta de carbono para determinacao de ions Cu(ll) em
meio aquoso por Voltametria de Redissolugdo Anddica
de Pulso Diferencial (VRAPD).

Resultados e discussao |

O material hibrido a base de silica (SiO,) foi
sintetizado com o] precursor organico
(MeO);Si(CH;)sNH(CH,),NH, na proporcdo 1:6,6 em
meio alcodlico, numa reacdao tipo template.

Os eletrodos de pasta de carbono do material
SiO,/Sidien foram preparados pela mistura de grafite
de grau analitico utilizando 6leo mineral (Nujol), fixado
em um disco de platina.

A Figura 1 apresenta os voltamogramas por VRAPD
na presenca de diferentes concentracdes de ions Cu(ll)
em dois tempo de pré-concentragao,(a) t,. = 600 e (b) t,. =
1800 's.
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Figura 1. VRAPD para o eletrodo de SiO,/Sidien em 0,5 mol L™ de
KCI (pH = 5,28) na presenca de diferentes concentracdes de ions
Cu(ll). Condicdes: v =20 mV s™ e E = -0,51V. @) toe = 600s; b) tpe =
1800s.
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Na presenca de ions cobre em solugdo, em
concentracdes inferiores a 6,00 x 10® mmol L™,
observa-se os picos (ia) e (ib), que estao relacionados
a quelacdo dos ions metalicos Cu(ll) com o grupo
trietilenodiamina  do eletrodo. Acima  desta
concentracdo observa-se o surgimento de um segundo
pico (ib) e (iib) que podem ser atribuidos ao processo
de oxidacdo do Cu(0) adsorvidos na superficie do
material.

Na Figura 1a, no intervalo de concentragéo de 4,00
x 10° a 2,00 x 10 mmol L™ o limite de deteccéo (L.D.)
foi de 1,35 x 10 mmol L™ e no intervalo de 3,98 x 10
a 1,57 x 10" mmol L™ foi de 1,78 x 10 mmol L. Na
Figura 1b, no intervalo de concentragéo de 6,00 x 10
a 5,40 x 10° mmol L™ o L.D. foi de 1,82.107 mmol L™.
Através destes resultados percebe-se que o t,c € uma
variavel a ser considerada, dependendo do intervalo de
concentracao dos ions Cu(ll).

O método proposto por VRAPD foi utilizado para a
determinacdo de ions Cu(ll) em duas amostras de
aguas de torneira (Laboratérios — Unifal-MG: A e B) e
os resultados obtidos foram comparados com os dados
obtidos por Espectrometria de Absorcdo Atbémica em
Chama (FAAS), de acordo com a avaliacao estatistica
a um nivel de confianca de 95% (Tabela 1).

Tabela 1. Andlise das amostras de agua da torneira utilizando a
FAAS e a VRAPD.

Amostra® (Cu(ll)/ug LYP iA Erro
Comparativo  Proposto Relativo®(%)
A 28,51 26,32 1,08 x 10° -7,68
B 77,38 76,24 1,20 x 10° -1,47
3(A) tye = 600 s e (B) tpe = 1800 s.
h=3

°FAAS vs. VRAPD (FAAS — VRAPD/FAAS) x 100%

Os resultados obtidos mostraram boa concordancia
entre os métodos.

Conclusao

O eletrodo de pasta de carbono do material
SiO,/Sidien pode ser utilizado para a determinacdo de
Cu(ll) presente em meio aquoso, empregando-se a
VRAPD. Com este trabalho foi possivel realizar
guantificar a quantidade de ions cobre (ll) nas
amostras.
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